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【手続補正書】
【提出日】平成25年4月12日(2013.4.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　投影光学系と液体とを介して基板を露光する液浸露光装置であって、
　前記液体と接する、前記投影光学系の光学素子の周囲に設けられ、前記液体によって前
記投影光学系の下に液浸領域を形成する液浸部材と、
　前記基板を載置し、前記投影光学系と前記基板の一部との間に維持される前記液浸領域
に対して前記基板が相対移動するように前記投影光学系の下方で移動される基板ステージ
と、
　前記相対移動において、前記基板と前記液浸領域の液体との接触角に関する情報に基づ
いて決定された速度及び加速度の少なくとも一方によって前記基板ステージを駆動する駆
動装置と、を備える。
【請求項２】
　請求項１に記載の液浸露光装置において、
　前記決定された速度及び加速度の少なくとも一方に基づいて、前記駆動装置による前記
基板ステージの駆動を制御する制御装置を、さらに備える。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の液浸露光装置において、
　前記基板ステージは、前記接触角が互いに異なる表面を有する複数の基板をそれぞれ載
置可能である。
【請求項４】
　投影光学系と液体とを介して基板を露光する液浸露光装置であって、
　前記液体と接する、前記投影光学系の光学素子の周囲に設けられ、前記液体によって前
記投影光学系の下に液浸領域を形成する液浸部材と、
　前記液浸領域の液体との接触角が互いに異なる表面を有する複数の基板をそれぞれ載置
可能であるとともに、前記投影光学系と前記基板の一部との間に維持される前記液浸領域
に対して前記基板が相対移動するように前記投影光学系の下方で移動される前記基板ステ
ージと、
　前記相対移動における速度及び加速度の少なくとも一方が前記複数の基板で異なるよう
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に前記基板ステージを駆動する駆動装置と、を備える。
【請求項５】
　投影光学系と液体とを介して基板を露光する液浸露光装置であって、
　前記液体と接する、前記投影光学系の光学素子の周囲に設けられ、前記液体によって前
記投影光学系の下に液浸領域を形成する液浸部材と、
　前記液浸領域の液体との接触角が互いに異なる表面を有する複数の基板をそれぞれ載置
可能な基板ステージと、
　前記投影光学系と前記基板の一部との間に維持される前記液浸領域に対して前記基板が
相対移動されるように前記投影光学系の下方で前記基板ステージを移動する駆動装置と、
　前記相対移動における速度及び加速度の少なくとも一方が前記複数の基板で異なるよう
に、前記駆動装置による前記基板ステージの駆動を制御する制御装置と、を備え、
　前記制御装置は、前記基板ステージに載置される基板に応じて前記相対移動における速
度及び加速度の少なくとも一方を制御する。
【請求項６】
　投影光学系と液体とを介して基板を露光する液浸露光装置であって、
　前記液体と接する、前記投影光学系の光学素子の周囲に設けられ、前記液体によって前
記投影光学系の下に液浸領域を形成する液浸部材と、
　前記液浸領域の液体との接触角が互いに異なる表面を有する複数の基板をそれぞれ載置
可能な基板ステージと、
　前記投影光学系と前記基板の一部との間に維持される前記液浸領域に対して前記基板が
相対移動されるように前記投影光学系の下方で前記基板ステージを駆動する駆動装置と、
　前記駆動装置による前記基板ステージの駆動を制御する制御装置と、
　前記制御装置に接続される入力装置と、を備え、
　前記制御装置は、前記入力装置を介して入力される前記接触角に関する情報に基づいて
、前記相対移動における前記基板ステージの速度及び加速度の少なくとも一方を決定する
。
【請求項７】
　請求項３～６のいずれか一項に記載の液浸露光装置において、
　前記基板ステージは、前記相対移動において許容される速度及び加速度の少なくとも一
方が前記複数の基板で異なる。
【請求項８】
　請求項７に記載の液浸露光装置において、
　前記基板ステージは、前記接触角が小さいほど、前記許容される速度及び加速度の少な
くとも一方が高くなる。
【請求項９】
　請求項３～８のいずれか一項に記載の液浸露光装置において、
　前記基板ステージは、前記基板の露光動作における速度及び加速度の少なくとも一方が
前記複数の基板で異なるように駆動される。
【請求項１０】
　請求項３～９のいずれか一項に記載の液浸露光装置において、
　前記複数の基板はそれぞれ走査露光が行われるとともに、前記走査露光における速度及
び加速度の少なくとも一方が互いに異なる。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか一項に記載の液浸露光装置において、
　前記基板ステージは、前記相対移動において許容される速度及び加速度の少なくとも一
方で駆動される。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載の液浸露光装置において、
　前記基板ステージは、前記基板の露光動作中に前記液浸領域に対して前記基板が相対移
動するように駆動される。
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【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか一項に記載の液浸露光装置において、
　前記接触角が互いに異なる第１、第２基板がそれぞれ前記基板ステージに載置され、
　前記接触角が前記第１基板よりも小さい第２基板が載置される前記基板ステージは、前
記相対移動における速度及び加速度の少なくとも一方が前記第１基板よりも高くなるよう
に移動される。
【請求項１４】
　請求項１～１２のいずれか一項に記載の液浸露光装置において、
　前記接触角に関する情報を記憶する記憶装置を、さらに備える。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか一項に記載の液浸露光装置において、
　前記基板ステージの駆動に用いられる前記接触角に関する情報は、前記液体と接する、
前記基板の膜部材に関する情報を含む。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の液浸露光装置において、
　前記膜部材は、前記基板のフォトレジスト層または保護層として設けられる。
【請求項１７】
　請求項１～１６のいずれか一項に記載の液浸露光装置において、
　前記相対移動における速度及び加速度の少なくとも一方によって、前記液浸領域を形成
するための液浸条件が異なる。
【請求項１８】
　請求項１～１６のいずれか一項に記載の液浸露光装置において、
　前記接触角に関する情報に応じて、前記液浸領域を形成するための液浸条件が調整され
る。
【請求項１９】
　請求項１～１８のいずれか一項に記載の液浸露光装置において、
　前記液浸部材を介して前記液浸領域に液体が供給されるとともに、前記液浸部材を介し
て前記液浸領域から液体が回収され、
　前記液浸部材はその一部が前記投影光学系の光軸と直交する方向に可動である。
【請求項２０】
　請求項１～１９のいずれか一項に記載の液浸露光装置において、
　前記基板ステージはその上面の一部に設けられ、前記基板を保持するホルダを有し、
　前記基板はその表面が前記基板ステージの上面とほぼ同一面となるように前記ホルダに
保持される。
【請求項２１】
　投影光学系と液体とを介して基板を露光する液浸露光方法であって、
　前記液体によって前記投影光学系の下に液浸領域を形成することと、
　前記投影光学系と前記基板の一部との間に維持される前記液浸領域に対して前記基板が
相対移動されるように、前記投影光学系の下方で、前記基板を載置する基板ステージを移
動することと、を含み、
　前記相対移動において、前記基板と前記液浸領域の液体との接触角に関する情報に基づ
いて決定された速度及び加速度の少なくとも一方によって前記基板ステージが駆動される
。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の液浸露光方法において、
　前記決定された速度及び加速度の少なくとも一方に基づいて、前記基板ステージの駆動
が制御される。
【請求項２３】
　請求項２１又は２２に記載の液浸露光方法において、
　前記基板ステージは、前記接触角が互いに異なる表面を有する複数の基板をそれぞれ載
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置可能である。
【請求項２４】
　投影光学系と液体とを介して基板を露光する液浸露光方法であって、
　前記液体によって前記投影光学系の下に液浸領域を形成することと、
　前記投影光学系と前記基板の一部との間に維持される前記液浸領域に対して前記基板が
相対移動されるように、前記投影光学系の下方で、前記基板を載置する基板ステージを移
動することと、を含み、
　前記基板ステージは、前記液浸領域の液体との接触角が互いに異なる表面を有する複数
の基板で、前記相対移動における速度及び加速度の少なくとも一方が異なるように移動さ
れる。
【請求項２５】
　投影光学系と液体とを介して基板を露光する液浸露光方法であって、
　前記液体によって前記投影光学系の下に液浸領域を形成することと、
　前記投影光学系と前記基板の一部との間に維持される前記液浸領域に対して前記基板が
相対移動されるように、前記投影光学系の下方で、前記基板を載置する基板ステージを移
動することと、
　前記液浸領域の液体との接触角が互いに異なる表面を有する複数の基板で、前記相対移
動における速度及び加速度の少なくとも一方が異なるように、前記基板ステージの駆動を
制御することと、を含み、
　前記基板ステージに載置される基板に応じて、前記相対移動における速度及び加速度の
少なくとも一方が制御される。
【請求項２６】
　投影光学系と液体とを介して基板を露光する液浸露光方法であって、
　前記液体によって前記投影光学系の下に液浸領域を形成することと、
　前記液浸領域の液体との接触角が互いに異なる表面を有する複数の基板のうち、基板ス
テージに載置される基板の前記接触角に関する情報を取得することと、
　前記投影光学系と前記基板の一部との間に維持される前記液浸領域に対して前記基板が
相対移動されるように、前記投影光学系の下方で前記基板ステージを移動することと、を
含み、
　前記接触角に関する情報に基づいて、前記相対移動における前記基板ステージの速度及
び加速度の少なくとも一方が決定される。
【請求項２７】
　請求項２３～２６のいずれか一項に記載の液浸露光方法において、
　前記基板ステージは、前記相対移動において許容される速度及び加速度の少なくとも一
方が前記複数の基板で異なる。
【請求項２８】
　請求項２７に記載の液浸露光方法において、
　前記基板ステージは、前記接触角が小さいほど、前記許容される速度及び加速度の少な
くとも一方が高くなる。
【請求項２９】
　請求項２３～２８のいずれか一項に記載の液浸露光方法において、
　前記基板ステージは、前記基板の露光動作における速度及び加速度の少なくとも一方が
前記複数の基板で異なるように駆動される。
【請求項３０】
　請求項２３～２９のいずれか一項に記載の液浸露光方法において、
　前記複数の基板はそれぞれ走査露光が行われるとともに、前記走査露光における速度及
び加速度の少なくとも一方が互いに異なる。
【請求項３１】
　請求項２１～３０のいずれか一項に記載の液浸露光方法において、
　前記基板ステージは、前記相対移動において許容される速度及び加速度の少なくとも一
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方で駆動される。
【請求項３２】
　請求項２１～３１のいずれか一項に記載の液浸露光方法において、
　前記基板ステージは、前記基板の露光動作中に前記液浸領域に対して前記基板が相対移
動するように駆動される。
【請求項３３】
　請求項２１～３２のいずれか一項に記載の液浸露光方法において、
　前記接触角が互いに異なる第１、第２基板がそれぞれ前記基板ステージに載置され、
　前記接触角が前記第１基板よりも小さい第２基板が載置される前記基板ステージは、前
記相対移動における速度及び加速度の少なくとも一方が前記第１基板よりも高くなるよう
に移動される。
【請求項３４】
　請求項２１～３２のいずれか一項に記載の液浸露光方法において、
　前記接触角に関する情報は記憶装置に格納され、
　前記格納された情報のうち、前記基板ステージに載置される基板に対応する前記接触角
に関する情報が用いられる。
【請求項３５】
　請求項２１～３４のいずれか一項に記載の液浸露光方法において、
　前記基板ステージの駆動に用いられる前記接触角に関する情報は、前記液体と接する、
前記基板の膜部材に関する情報を含む。
【請求項３６】
　請求項３５に記載の液浸露光方法において、
　前記膜部材は、前記基板のフォトレジスト層または保護層として設けられる。
【請求項３７】
　請求項２１～３６のいずれか一項に記載の液浸露光方法において、
　前記相対移動における速度及び加速度の少なくとも一方によって、前記液浸領域を形成
するための液浸条件が異なる。
【請求項３８】
　請求項２１～３６のいずれか一項に記載の液浸露光方法において、
　前記接触角に関する情報に応じて、前記液浸領域を形成するための液浸条件が調整され
る。
【請求項３９】
　請求項２１～３８のいずれか一項に記載の液浸露光方法において、
　前記液体と接する、前記投影光学系の光学素子の周囲に設けられる液浸部材を介して、
前記液浸領域に液体が供給されるとともに、前記液浸部材を介して前記液浸領域から液体
が回収され、
　前記液浸部材はその一部が前記投影光学系の光軸と直交する方向に可動である。
【請求項４０】
　請求項２１～３９のいずれか一項に記載の液浸露光方法において、
　前記基板はその表面が前記基板ステージの上面とほぼ同一面となるように前記基板ステ
ージに載置される。
【請求項４１】
　請求項１～２０のいずれか一項に記載の液浸露光装置を用いることを特徴とするデバイ
ス製造方法。
【請求項４２】
　請求項２１～４０のいずれか一項に記載の液浸露光方法を用いることを特徴とするデバ
イス製造方法。
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